Modelo Transitorio de Plasmas Producido por

Arcos en Vacio
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Abstract — En este trabajo se presenta un modelo transitorio que describe la
interaccion entre el plasma metalico y el gas neutro de fondo en sistemas de
Deposicion Fisica del Vapor por arco catodico. Se estudid el comportamiento de los
parametros presentes tales como son la velocidad de iones, densidad de particulas,
potencial del plasma, entre otros. Las ecuaciones corresponden a un modelo de
simetria esférica, apoyada por la observacion experimental de distribuciones
esféricas de luminosidad en el espacio alrededor de los electrodos. Se analizo
numeéricamente la expansion del plasma metalico donde la energia cinética del ion
presenta una distribucion Maxwelliana. El sistema de ecuaciones diferenciales
parciales seleccionado fue resuelto usando el método de diferencias divididas finitas
explicitas y se analizo la influencia de las condiciones iniciales consideradas en la
distribucion de la densidad y potencial del plasma.

Sistema PVD.

Las ecuaciones que rigen en la estructura del plasma en la regidn

gue rodea la descarga son:

Conservacion de momento de iones:
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Equilibrio de energia del electron:
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Conservacion del momento de electrones:
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Continuidad de flujo estacionario de iones:
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Fuerza de friccion:
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\\ | Figure 1. Perfil de la densidad de iones
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Figure 2. . Perfil de la velocidad de iones.
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Arco en vacio

Figure 3. Perfil del potencial del plasma ¢
CONCLUSIONES

La densidad de iones incrementa dentro del “bulk” de plasma debido al gradiente de
presion (figura 1), esto coincide con la longitud (1,75 cm) donde los iones presentan
una variacion significativa en su velocidad (figura 2), dando como resultado un
aumento en el potencial del plasma (figura 3). Fuera de esta region los iones metalicos
emitidos desde el arco entregan su energia cinética de forma gradual por las colisiones
elasticas con las particulas neutras, y algunos de ellos se recombinan a travées de
procesos inelasticos.



